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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-21 AA ,Prifung von Prozesschemikalien fiir die
Halbleitertechnologie® im Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

DIN 50455, Priifung von Materialien fiir die Halbleitertechnologie — Verfahren zur Charakterisierung von
Fotolacken, besteht aus:

Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen Messverfahren

Teil 2: Bestimmung der Lichtempfindlichkeit von Positiv-Fotolacken

Anderungen

Gegeniiber DIN 50455-1:1991-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel leicht gedndert;

b) normative Verweisung aktualisiert;

c) Wert fur die Mindestauflésung des optischen Schichtdickenmessgerates von 1 nm auf 0,4 nm reduziert;
d) Abschnitt Gerate und Materialien erganzt;

e) Messstellenplan (Bild 1) berichtigt und dementsprechend Mindestanzahl der Einzelmesswerte von 27 auf
24 reduziert;

f)  Kiriterium fir Wiederholungsprifung (siehe Abschnitt Auswertung) geandert;

g) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
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